
日本SEN特殊光源流水线型紫外线光清洗机 光改质机

产品名称 日本SEN特殊光源流水线型紫外线光清洗机
光改质机

公司名称 无锡欧瑞普科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 是否提供加工定制:是
机器类型:清洗机
用途:工业用

公司地址 无锡市新区长江路5-2-602

联系电话 13771523335 13771086970

产品详情

是否提供加工定制 是 机器类型 清洗机
用途 工业用 原理 紫外线
品牌 SEN

pm20036c

流水线型紫外线光清洗机

本产品采用日本sen特殊光源产euv200us紫外线光清洗灯36灯设备。

可以根据客人要求调整灯管数量，照射时间，照射范围。

全部产品均为日本原装生产。

灯管 euv200us

安定器 seu2002wb5 seu2002sb5

１紫外线表面清洗

紫外线表面清洗是近年来新兴的清洗方法。紫外线表面清洗法不同于原有清洗法，没有废水，废气，废
物产生。是高能环保型清洗杀菌方法。广泛运用于lcd,pcb，点子，印刷，塑胶，玻璃，涂装等领域。



紫外线清洗是是利用有机化合物的光敏氧化作用达到去除附着在材料表面的有机物质。经过光清洗后的
材料表面可以达到原子级清洁度。

其主要原理为紫外线灯发出的185nm波长和254nm波长具有很高的能量，高于大多数有机物的结合能量。
由于大多数碳氢化合物对185nm波长的紫外线具有较强的吸收能力，并且可以在吸收185nm波长后分解成
离子，流离态原子，受激分子和中子等，这就是光敏作用。空气中的氧分子在吸收了185nm波长的紫外
光后，会产生臭氧和氧气，臭氧对254nm波长具有很强的吸收性，臭氧有可以分解为氧原子和氧气。氧
原子具有极强的氧化性，可以将碳氢化合键切断，生成水和二氧化碳等易挥发气体，从被照射物表面飘
逸出，彻底清除物体表面的污染物。这就是紫外线清洗的原理。

清洗法有干洗和湿洗两种。干洗有uv臭氧清洗，等离子清洗，离子清洗等。湿洗有水洗，碱清洗，酸清
洗，液体喷射清洗等。我们日常所熟悉的湿式清洗有可以清洗掉较大范围污染的优点。但是也会有清洗
不掉的污染。同时由于清洗的溶剂会在被清洗物表面残留，因此对于高精密世界来说也是个污染。

与此相反uv紫外线清洗虽然不能清洗掉大范围的污染，却可以清洗到各个角落的就是光洗净技术（以下
简称uv臭氧清洗）。在纳米技术世界里，我们虽然看不到有机性污染，但是有机污染在表面形成膜（软
接着层）如果在这层膜上印刷的话，就会出现鲜度恶化以及针孔等障碍。uv臭氧清洗可以去除的污染有
有机化合物以及含有油脂的污染等。

2二次污染的注意

玻璃表面的有机性污染膜厚度在单分子层以下时是非常清洁的表面状态。即便是在实验室或这是无菌室
里的大气中也会有微量的挥发性有机化合物或者硫化合物，将洗净玻璃放置于这种环境下也会被这些蒸
汽污染。高度清洗过后的表面接触角会在30分到1小时内恢复到20度。因此我们认为超高清洁玻璃不易长
时间保存。

3可以将粒子极限清洗的清洗工艺

uv臭氧清洗和湿式清洗的结合

uv臭氧清洗是使有机性污染膜清洗到单分子层以下的高清洗技术，如下图所示在完成清洗阶段使用uv臭
氧清洗技术。但是uv臭氧清洗对于粒子没有效果。同时湿式清洗不能完全清除有机性污染，会保留几个
分子层厚度的油膜。被这些油墨所吸收的粒子在冲洗过程中很难被全部清洗掉。uv臭氧清洗是完成阶段
的清洗，在生产过程中我们发现了如下图所示uv臭氧清洗后使用例如温水冲洗的清洗工艺。uv臭氧清洗
如图所示油膜基本上都可以清除。在此之后使用纯水冲洗可以将没有油膜保护的粒子很容易的冲洗掉，
得到没有粒子，没有有机污染物的高清洁面。

这种技术方法不但在液晶显示装置的现场使用，在原版曝光和分光板的制造工程中也被大量使用。
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